
Abstrakt: V předkládané práci byly studovány tenké Mg vrstvy připravené
pomoćı RF magnetronového naprašováńı. Pozitronová anihilačńı spektroskopie
s laditelnou energíı (VEPAS) byla použita při studiu defekt̊u v Mg vrstvách.
VEPAS byla doplněna skenovaćı elektronovou mikroskopíı a difrakćı rentgenového
zářeńı za účelem určeńı velikosti zrn, fázového složeńı a textury. Byl zkoumán vliv
r̊uzné rychlosti depozice, teploty depozice, ž́ıháńı, odlǐsných substrát̊u a tloušt’ky
vrstev na množstv́ı defekt̊u v Mg vrstvách. Studium defekt̊u pomoćı VEPAS
ukázalo, že ve zkoumaných Mg vrstvách jsou pozitrony zachýtávány v misfit
dislokaćıch a vakanci podobných defektech v okoĺı hranic zrn a že jejich množstv́ı
může být sńıženo depozićı za zvýšené teploty.
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